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１．概要（Summary） 
光分析用グレーティングの開発を進めている。グレーテ

ィング径 5 mmφの大面積で、高速かつ大きな機械傾斜

角を実現するために、SOI ウェハを用いた電磁アクチュエ

ータ型 MEMS グレーティングの作製方法を検討した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
レーザ描画装置 
酸化拡散炉 
DeepRIE 装置#2 

【実験方法】 
4inch-SOI ウェハを用いてプロセスを行った。電磁コイ

ルは Cu ダマシン構造とし、その上層にナノインプリント法

でブレーズグレーティングを形成した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 に、試作した MEMS グレーティングの構造を示

す。Fig. 2は、MEMSグレーティングの上下にネオジウム

磁石を配置し、2 Vp-p の sin 波で駆動した時の周波数特

性の一例である。最大機械傾斜全角は 8.7 度に達し、共

振周波数は 1795 Hz だった。駆動コイルとグレーティング

を同一面上に形成することでミラーを薄くすることができ、

5 mmφの比較的大きなミラー径にもかかわらず、高い共

振周波数と大きな機械傾斜角を両立した。 
 

４．その他・特記事項（Others） 
なし。 

 
 
 
 

 
Fig. 1 Schematic diagram of MEMS grating 

 

Fig. 2 Frequency characteristic 
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テムシンポジウム 
(2) 杉山厚志, 第 65 回応用物理学会春季学術講演会 
 
６．関連特許（Patent） 

特許出願済み 


